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Topnik do obtapiania
galwanicznych powlok stopowych cyna — otéw

Przedmiotem wynalazku jest topnik do obtapiania galwanicznych powlok stopowych cyna —
otéw, nanoszonych na obwody drukowane.

Obtapianie galwanicznych powtok stopowych cyna — otéw na obwodach drukowanych przy
uzyciu promieniowania podczerwonego stosowane jest, w celu uzyskania zmian fizycznychi zmian
w strukturze metalicznej powtoki, powodujacych zwigkszenie odpornosci na korozj¢ oraz uzyska-
nie dobrej lutownosci przy znacznie wydtuzonym okresie magazynowania obwodéw
drukowanych.

Proces obtapiania prowadzi si¢ przy uzyciu topnikéw, ktére podczas procesu spetniaja funk-
cj¢, usuwaniai utrzymywania zanieczyszczen stopu na powierzchni lutowia, zapobiegaja utlenianiu
nowo utworzonego lutowia oraz zabezpieczaja podtoze obwodu drukowanego przed nadmiernym
nagrzaniem.

Znane topniki do obtapiania galwanicznych powtok stopowych cyna — otéw zawieraja rozpu-
szczalniki, ktérymi gléwnie sa alkohole alifatyczne.

Znany topnik do obtapiania galwanicznych powtok wedtug opisu patentowego radzieckiego
nr 509 370 zawiera wagowo od 60 do 80% zywicy polieterowej, od 0,1 do 10% kwasu solnego oraz
uzupetnienie do 100% alkoholu alifatycznego o postaci alkoholu etylowego.

Ze wzgledu na duza agresywnos¢, po procesie obtapiania, topnik musi byé¢ doktadnie odmyty z
obwodu, co nie zawsze jest spetniane w warunkach produkcyjnych.

Inny topnik do obtapiania galwanicznych powlok stopowych na bazie alkoholu alifatycznego
zawiera wagowo 50 do 65% alkoholu izopropylowego, 35 do 50% glikolu polietylenowego o
$rednim cigzarze czasteczkowym od 300 do 400 jednostek masy atomowej oraz od 1 do 4%
bromowych pochodnych amin alifatycznych i/lub aromatycznych. Topnik po procesie obtapiania
powoduje powstawanie pozostatosci trudno usuwalnych w wodzie.

Celem wynalazku jest usunigcie wymienionych niedogodnosci.

Topnik wedlug wynalazku sktada si¢ zalkoholu alifatycznego, korzystnie alkoholu izopropy-
lowego i/1ub alkoholu butylowego z 60 do 70% wagowych, z 15 do 20% glikolu polietylenowego o
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ci¢zarze czgsteczkowym 400 jednostek masy atomowej, z 2 do 8% kwasu bromowodorowego oraz
uzupetnieniem do 1009 wody.
Gesto$é topnika mierzona w temperaturze 18°C wynosi od 0,88 do 1,05g/cm’.
Przyktad L

alkohol izopropylowy  — 60% wag.
glikol polietylenowy 400 — 17% wag.
kwas bromowodorowy — 4% wag.
woda — reszta
PrzykiadIL

alkohol butylowy — 66% wag.
glikol polietylenowy 400 — 19% wag.
kwas bromowodorowy — 5% wag.
woda ‘ — reszta
Przyktad III

alkohol izopropylowy  — 30% wag.
alkohol butylowy — 37% wag.
glikol polietylenowy 400 — 18% wag.
kwas bromowodorowy — 6% wag.
woda — reszta

Zastrzezenie patentowe

Topnik do obtapiania galwanicznych powtok stopowych cyna — otéw na obwodach druko-
wanych przy uzyciu promieniowania podczerwonego zawierajacy alkohol alifatyczny i glikol
polietylenowy, znamienny tym, ze zawiera 60 do 70% wagowych alkoholu alifatycznego, korzystnie
alkohol izopropylowy i/lub alkohol butylowy, 15 do 20% glikolu polietylenowego o ci¢zarze
czasteczkowym 400 jednostek masy atomowej, 2 do 8% kwasu bromowodorowego oraz uzupetnie-
nie wody do 100%.
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